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１．概要（Summary） 
 金属ナノ構造表面に吸着した分子の赤外吸収強度が増

大する表面増強赤外吸収現象の，増強機構を解明するこ

とを目的に，シリコンウェハ表面に金ナノ四角柱の周期配

列構造の作製を行った。作製した基板上に，有機薄膜を

作製し，赤外吸収分光測定を行い，増強度を見積るととも

に，その増強機構の検討を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置 （ ADVANTEST 
F5112+VD01，ADVANTEST F7000S-VD01），4 イン

チ高真空 EB 蒸着装置，クリーンドラフト潤沢超純水付，

ステルスダイサー，ブレードダイサー 
【実験方法】 

4 インチのシリコン丸ウェハ基板にスピンコーター

でレジストを塗布し，電子線描画装置を用いて描画を

行った。描画後に現像を行い，現像された基板に対し，

超高真空蒸着装置を用いて金の蒸着を行った。金蒸着

した基板を剥離液に浸しレジストを除いた後，ダイサ

ーを用いて切断し，試料片を得た。作製した構造の観

察を，弘前大学の走査電子顕微鏡（SEM）を用いて行

った。また，作製した試料表面に，ポリアクリル酸薄

膜を作製し，赤外吸収分光測定を行い，赤外吸収増強

度の見積りを行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 これまでの研究で用いられた金ナノ構造の大部分は，

基板に金属を蒸着することにより作製された不規則かつ

不均一な島状構造であった。このため，平均構造を仮定

して解析が行われていた。今回の研究では，リフトオフ法

により作製した金ナノ四角柱周期配列構造を増強基板と

して用いたことにより，より定量的な解析が可能となり，増

強機構の詳細な検討が行えた。これまでに考えられてい

た，プラズモン増強モデルや摂動モデルではなく，金属

ナノ構造と間隙の誘電率の差のみを考慮した四角柱モデ

ルにより，その増強の大部分が説明できることを明らかに

した。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
・装置の使用方法など懇切丁寧にご指導・援助いただ

きました澤村智紀氏，Eric Lebrasseur 氏に感謝申し

上げます。 
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